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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年1月22日(2009.1.22)

【公開番号】特開2006-190997(P2006-190997A)
【公開日】平成18年7月20日(2006.7.20)
【年通号数】公開・登録公報2006-028
【出願番号】特願2005-350685(P2005-350685)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１４Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月1日(2008.12.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学部材を介して基板に露光光を照射して前記基板を露光する露光装置において、
　前記光学部材の光射出面側に配置される前記基板とは異なる物体と、
　前記光学部材と前記物体との間の光路空間を液体で満たすための液浸機構と、
　前記基板とは異なる物体上に液浸領域を形成した状態で液体の性質及び成分のうち少な
くとも一方を計測する計測装置とを備えた露光装置。
【請求項２】
　前記光学部材が投影光学系の少なくとも一部である請求項１に記載の露光装置
【請求項３】
　前記物体は、前記液体を汚染しないように形成された所定領域を有し、
　前記液浸機構は、前記光学部材と前記物体上の前記所定領域との間に液体を満たす請求
項１又は２記載の露光装置。
【請求項４】
　前記液浸機構は、液体を回収する液体回収機構を備え、
　前記計測装置は、前記液体回収機構により回収される液体を計測する請求項１～３のい
ずれか一項記載の露光装置。
【請求項５】
　前記液体回収機構は、回収した液体が流れる回収流路と、前記回収流路の途中から分岐
する分岐流路とを備え、
　前記計測装置は、前記分岐流路を流れる液体を計測する請求項４記載の露光装置。
【請求項６】
　前記物体は、前記光学部材の光射出面側で移動可能である請求項１～５のいずれか一項
記載の露光装置。
【請求項７】
　前記物体は、前記基板を保持して移動可能な第１可動部材を含む請求項６記載の露光装
置。
【請求項８】
　前記物体は、前記第１可動部材に保持された前記基板とは別のダミー基板を含む請求項
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７記載の露光装置。
【請求項９】
　前記物体は、露光処理に関する計測を光学的に行う光計測器を搭載して移動可能な第２
可動部材を含む請求項６～８のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記光学部材と前記第２可動部材上の前記光計測器との間を液体で満たした状態で前記
光計測器による計測動作が行われ、前記光計測器による計測動作と、前記計測装置による
計測動作の少なくとも一部とを並行して行う請求項９記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記計測装置の計測結果に基づいて、露光動作を制御する制御装置を備えた請求項１～
１０のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記制御装置は、前記計測装置の計測結果が異常か否かを判別し、該判別結果に基づい
て、露光動作を制御する請求項１１記載の露光装置。
【請求項１３】
　前記制御装置は、前記液体の性質及び成分のうち少なくとも一方に関する許容値を設定
し、前記許容値と前記計測装置の計測結果とに基づいて、露光動作を制御する請求項１１
又は１２記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記許容値は、前記計測装置による計測動作の後に実行される露光プロセスに応じて決
定される請求項１３記載の露光装置。
【請求項１５】
　前記計測装置の計測結果を報知する報知装置を備え、
　前記制御装置は、前記計測結果が異常であるとき、前記報知装置で警告を発する請求項
１１～１４のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記液浸機構は液体が流れる流路を有し、
　前記液浸機構の流路の所定位置に設けられ、前記液体の性質及び成分のうち少なくとも
一方を調整可能な複数の調整装置を備え、
　前記制御装置は、前記計測装置の計測結果に基づいて、前記複数の調整装置のうちから
少なくとも一つの調整装置を特定する請求項１１～１５のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１７】
　前記制御装置は、前記光学部材と前記物体との間に満たされた液体を前記計測装置で計
測したときの第１の計測結果と、前記光学部材と前記基板との間に満たされた液体を前記
計測装置で計測したときの第２の計測結果とに基づいて、前記基板に関する情報を求める
請求項１１～１６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項１８】
　前記基板に関する情報は、前記基板から液体へ溶出した溶出物質に関する情報を含む請
求項１７記載の露光装置。
【請求項１９】
　前記制御装置は、予め求められている前記溶出物質に関する許容値と、前記計測装置の
計測結果とに基づいて、露光動作を制御する請求項１８記載の露光装置。
【請求項２０】
　前記基板は、基材と該基材上に被覆された感光材とを有し、
　前記基板に関する情報は、前記感光材に関する情報を含む請求項１７～１９のいずれか
一項記載の露光装置。
【請求項２１】
　前記液浸機構は、液体を供給するための供給流路と液体を回収するための回収流路とを
備え、
　前記計測装置は、前記液浸機構の供給流路のうち第１位置の液体と、前記液浸機構の回
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収流路のうち第２位置の液体とをそれぞれ計測し、
　前記制御装置は、前記第１位置の液体の計測結果と前記第２位置の液体の計測結果とに
基づいて、前記第１位置と前記第２位置との間の流路の状態を求める請求項１～２０のい
ずれか一項記載の露光装置。
【請求項２２】
　前記液浸機構は、液体を供給する供給口及び液体を回収する回収口のうち少なくとも一
方を有するノズル部材を有し、
　前記ノズル部材は、前記第１位置と前記第２位置との間に設けられている請求項２１記
載の露光装置。
【請求項２３】
　前記制御装置は、前記計測装置の計測結果に応じて、前記第１位置と前記第２位置との
間の流路のメンテナンスを行うか否かを判断する請求項２１又は２２記載の露光装置。
【請求項２４】
　前記計測装置の計測結果を記憶する記憶装置を備えた請求項１～２３のいずれか一項記
載の露光装置。
【請求項２５】
　前記記憶装置は、前記計測装置の計測結果を時間経過に対応付けて記憶する請求項２４
記載の露光装置。
【請求項２６】
　複数の基板が順次露光され、
　前記記憶装置は、前記計測装置の計測結果を前記基板に対応付けて記憶する請求項２４
又は２５記載の露光装置。
【請求項２７】
　前記液浸機構によって前記光学部材と前記基板との間の前記露光光の光路空間が液体で
満たされ、
　前記光学部材と前記液体とを介して前記基板上に露光光を照射することによって、前記
基板を露光する請求項１～２６のいずれか一項記載の露光装置。
【請求項２８】
　請求項１～請求項２７のいずれか一項記載の露光装置を用いるデバイス製造方法。
【請求項２９】
　基板を液体を介して露光する露光方法であって、
　前記基板とは異なる物体上に液浸領域を形成する第１工程と、
　前記基板とは異なる物体上に液浸領域を形成した状態で液体の状態を検査する第２工程
と、
　前記検査の結果に基いて露光条件を調整する第３工程と、
　前記調整した露光条件の下、前記基板上に形成した液浸領域の液体を介して前記基板に
露光光を照射して前記基板を露光する第４工程とを含む露光方法。
【請求項３０】
　前記第１工程において液浸領域を形成するために使用される液体供給系が第４工程にお
いて使用される液浸領域を形成するために使用される液体供給系と同じである請求項２９
記載の露光方法。
【請求項３１】
　前記第１工程において、前記物体は基板が露光のために設置される位置に配置される請
求項２９又は３０に記載の露光方法。
【請求項３２】
　前記物体の液体と接触する面は、液体に物質を発生しない材料で形成されている請求項
２９～３１のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項３３】
　前記第２工程において、液浸領域から回収された液体の状態が検査される請求項２９～
３２のいずれか一項に記載の露光方法。
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【請求項３４】
　前記第４工程において、前記基板上に形成された液浸領域の液体の状態を検査すること
をさらに含み、この検査結果と前記第２工程における検査結果を比較する請求項２９～３
３のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項３５】
　前記液体の状態は、液体の物理的性質、液体中の含有物及び溶存ガスからなる群から選
ばれる一種である請求項２９～３４のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項３６】
　さらに、前記基板を交換する工程を含み、この基板交換工程において、第１及び第２工
程が行われる請求項２９～３５のいずれか一項に記載の露光方法。
【請求項３７】
　請求項２９～３６のいずれか一項記載の露光方法により基板を露光する工程を含むデバ
イスの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の第２の態様に従えば、基板（Ｐ）を液体（ＬＱ）を介して露光する露光方法で
あって、基板（Ｐ）とは異なる物体（ＳＴ１、ＳＴ２、ＤＰ等）上に液浸領域（ＬＲ）を
形成する第１工程（ＳＡ１）と、基板（Ｐ）とは異なる物体（ＳＴ１、ＳＴ２、ＤＰ等）
上に液浸領域（ＬＲ）を形成した状態で液体（ＬＱ）の状態を検査する第２工程（ＳＡ２
，ＳＡ３）と、検査結果に基いて露光条件を調整する第３工程（ＳＡ１５）と、前記調整
した露光条件の下、前記基板（Ｐ）上に形成した液浸領域（ＬＲ）の液体（ＬＱ）を介し
て前記基板（Ｐ）に露光光（ＥＬ）を照射して前記基板を露光する第４工程（ＳＡ７）と
を含む露光方法が提供される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の第２の態様の露光方法によれば、予め基板とは異なる物体を用いて液浸領域を
形成し、液浸露光に使用される液体の状態を把握して液体の状態を含む最適な露光条件を
設定することができるために、露光処理及び計測処理を精度よく行うことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の第３の態様に従えば、上記態様の露光装置（ＥＸ）を用いるデバイス製造方法
が提供される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の第３の態様によれば、液体を介した露光処理及び計測処理を精度良く行うこと
ができる露光装置を使ってデバイスを製造することができる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の第４の態様に従えば、上記露光方法により基板を露光する工程を含むデバイス
の製造方法が提供される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の第４の態様によれば、液体を介した露光処理及び計測処理を精度良く行うこと
ができる露光方法を使ってデバイスを製造することができる。
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